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การพฒันาเทคโนโลยกีารเคลือบผิวเซรามิกใหมี้สมบติัไม่ชอบนํ้า มีประโยชน์ช่วยใหพ้ื้นผิว

เคลือบเซรามิกสามารถทาํความสะอาดตวัเองได ้งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
สมบติัของฟิลม์ TEOS-SiO2-PDMSซ่ึงเตรียมดว้ยกระบวนการโซลเจล โดยการแปรผนัปริมาณของ
ซิลิกา (0.5, 5 และ 10 wt%) ขนาดอนุภาค (12 และ 20 nm) และอุณหภูมิท่ีเผา (300 และ 400 ๐C) 
ท่ีมีผลต่อมุมสัมผสั พลงังานพื้นผิวอิสระ ความสามารถให้แสงส่องผ่านและความขรุขระพ้ืนผิว 
ใช้โปรแกรม Design expert®version 8.0.1 ออกแบบการทดลองและวิเคราะห์ผล ทดสอบความ
ทนทานต่อการขดัสี และหาความตา้นทานการเกิดคราบสกปรก จากการทดลองพบวา่ ปริมาณซิลิกา
และอุณหภู มิการ เผามีผลต่อมุมสัมผัสอย่าง มีนัยสําคัญ  มี มุมสัมผัสสูงสุด  152๐  ท่ี ซิ ลิกา
10wt% ขนาด 20nm อุณหภูมิการเผา 400๐C ปริมาณซิลิกาและอุณหภูมิการเผามีผลต่อพลงังาน
พ้ืนผิวอิสระอย่างมีนัยสําคัญมีค่าตํ่ าสุดเท่ากับ  3mN/mท่ีซิลิกาปริมาณ  10 wt% ขนาด  20 nm 
อุณหภูมิการเผา 300๐C ปริมาณซิลิกาและอนัตรกิริยาระหวา่งปริมาณซิลิกาและขนาดของซิลิกามีผล
ต่อความสามารถให้แสงส่องผ่านอย่างมีนัยสําคัญ  มีค่าสูงสุดเท่ากับ  90% ท่ีซิลิกาปริมาณ
0.5 wt% ขนาด 20 หรือ 12 nm อุณหภูมิการเผา 300 ๐C ปริมาณซิลิกามีผลต่อความขรุขระพ้ืนผิว
อย่างมีนัยสําคัญ  ผลการทดสอบความทนทานต่อการขัดสีฟิล์มบนกระเบ้ืองจากโรงงาน
อุตสาหกรรมค่ามุมสัมผสัลดลงจาก 142.13 เหลือ 63.44๐ เม่ือไดรั้บการขดัสีจาํนวน 2000 รอบและ
ผลการทดสอบการเกิดคราบของฟิลม์ พบวา่ฟิลม์ท่ีไดผ้า่นการทดสอบ จดัอยูใ่น class 4 
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Developed ceramic coating technology with hydrophobic properties. Useful 

for surface ceramic coating can clean be self cleaning. The research aims to identify 

the factors that affect the properties of the film. TEOS-SiO2-PDMS.Prepared by sol-

gel process. By varying the amount of silica (0.5, 5 and 10 wt%) silica particle size 

(12 and 20 nm) and the heat treatment temperature (300 and 400 ๐C) effecting on the 

contact angle, surface free energy, light transmittance and surface roughness by using 

Design expert ® version 8.0.1 experimental design and analysis. Tested for abrasion 

resistance and stain resistance. The results showed that silica content and heat 

treatment temperature effects on the contact angle significantly. Have the highest 

exposure to silica in 152๐by 20nm 10wt% silica amount and heat treatment 

temperature 400๐C Heat treatment temperature effects on the surface free energy 

significantly. Minimum of surface free energy is 3mN / m at 10 wt% silica amount 

and heat treatment temperature 300๐C 20 nm silica amount and have interaction 

between the silica amount and silica particle size effect on the light transmittance 

significantly. Has a maximum value 90% at 0.5 wt% silica amount, 20 or 12 nm silica 

heat treatment temperature 300 ๐C .And silica amount effect on the surface roughness 

significantly. Abrasion resistant of film on the tiles from the factory to
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the contact angle decreased from 142.13 to 63.440๐afterabrasion cycles 2000 cycles and 

stain resistance of film that has been tested is in class 4. 
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